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Abstract (en)
[origin: US5401976A] A process to camouflage a device which emits infrared radiation from another device includes forming a wall of particles
having a known distribution density between the two devices. The particles emit or absorb infrared radiation from a known surface area. The
distribution density, surface area and distances between each device and the wall are such that the wall masks the device to be camouflaged yet
does not mask the other device.

Abstract (de)
Tarnverfahren zum Schiitzen eines mit einem Wéarmebildgerat ausgeristeten militdrischen Objekts, vorzugsweise Panzer, gegen ein feindliches,
ebenfalls mit einem Wéarmebildgerat ausgeristetes militarisches Objekt, vorzugsweise Panzer, bei dem vom zu schitzenden Objekt eine Tarnwand
aus Infrarotstrahlen emittierenden oder absorbierenden Partikeln erzeugt wird, und zwar in einer Entfernung vom zu schiitzenden Objekt, die
um mindestens eine Zehnerpotenz kirzer ist als die Entfernung zum feindlichen Objekt, dadurch gekennzeichnet, daf3 die Tarnwand aus diskret
verteilten, im Vergleich zu pulver- oder tropfchenférmigen Nebelstoffen gro3flachigen Partikel gebildet wird, die mit einer Temperatur von Uber
600°C abbrennen und Infrarotstrahlen emittieren, wobei Flachengré3e und Verteilungsdichte der Partikel bei gegebenem Verhéltnis zwischen den
Entfernungen der Tarnwand und des feindlichen Objekts vom zu schiitzenden Objekt so gewahlt werden, daf3 die optischen Abbildungen der Partikel
auf den aus Pixeln aufgebauten Bildflachen der Warmebildgerate beider Objekte das Warmebild des Warmebildgerats des feindlichen Objekts
betrachtlich starker stdren als dasjenige des Warmebildgeréts des zu schitzenden Objekts, sowie Tarnpartikel zu dessen Durchfiihrung. <IMAGE>
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